RTG-FOTOELEKTRONOVA

SPEKTROSKOPIE

PHI 5000 VERSAPROBE I, PHYSICAL ELECTRONICS

RTG-Fotoelektronova spektroskopie (XPS) je pokrocild nedestruktivni technika slouZici k analyze chemického slozeni
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povrch( (nazyvana také ESCA — elektronova spektroskopie pro chemickou analyzu). Tato unikatni metoda umoznuje zkoumat

prvnich par atomarnich vrstev material(i a urcit valencni stavy detekovanych atoma.

V'YSTUPNI INFORMACE

>

stanoveni a kvantifikace chemického sloZeni povrchl
(do 10 nm)

urceni valencnich stavl atom(

chemické sloZeni v zavislosti na hloubce (hloubkova

chemicka koncentrace)

TYPY VZORKU

>
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Intensity (a.u.)

objemové nebo praskové materialy
tenké filmy
kapaliny a roztoky je mozné vysusit ¢i zamrazit
maximalni rozméry vzorku:
o primér 60 mm/tloustka 8 mm

o primér 25 mm/tloustka 13 mm

—Fit
C1s [[77]284.47 eV (C-C), 11.21%
[ 285.58 eV (C=C/C-NR2), 18.62%
[ 287.50 eV (C=0), 9.20%
[ 288.62 eV (0=C-0/0=C-NH), 0.40%
[ 289.95 eV (C-F covalent), 46.59%
[ 291.70 eV (C-F2), 13.99%
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Nafitované uhlikové spektrum ve vysokém rozliseni
(C1s peak)

REGIONALNi CENTRUM
POKROCILYCH TECHNOLOGII
A MATERIALU
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RTG-Fotoelektronova spektroskopie
(PH1 5000 VersaProbe Il, Physical Electronics)

PARAMETRY MERENI/PRISTROJE

monochromaticky Al K, RTG zdroj

energiové rozliSeni pasu Ag 3d,,: 0.5 eV
geometrie analyzované plochy:
o bodové od 9 um to 200 um
o liniové
o plosné (mapovani)azdo 1x 1 mm
hloubkové profilovani:
o OpraSovani (destruktivni) az do 10 um
o Uhlové zavisla XPS (nedestruktivni) az do 10 nm
dudlni neutralizace naboje vzorku
tepelné zpracovani vzork( v integrované reakéni komore:
o 25 az 650°C, tlak plyn( aZ 20 bar, zakladni
pouzivané plyny: N, Ar, O,, CO, CO, a H;
teplotni rozsah méreni: -120 °C az 500 °C

mozZnost prenosu vzork( pod ochrannou atmosférou i

DALSIINFORMACE NA V'Y ZADANI

ve vakuu

Univerzita Palackého
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